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1.  概要 

 核融合科学研究所では、 内閣府が主導する フ ュ ージョ ン エネルギー・ イ ノ ベーショ ン 戦略におけ

る フ ュ ージョ ンテク ノ ロ ジー・ イ ノ ベーショ ン 拠点の形成の一環と し て、フ ュ ージョ ン エネルギー・

ナノ プラ ッ ト フ ォ ーム を整備し た。  

 本整備事業で導入し た主要な設備は高性能電子顕微鏡装置群であり ， 中核の設備と し て『 レ ーザ

ー／プラ ズマ集束イ オンビ ーム 加工観察装置（ Laser  PFI B） Hel i os 5 Laser  Hydr a およ び『 透過型

電子顕微鏡（ S/TEM） Tal os F200X G2』（ 図１ ） を導入し た。 本装置群はフ ュ ージョ ン エネルギーイ

ノ ベーショ ン 拠点と し て既に大学、 公的研究期間、 民間企業、 大学院生等から 利用さ れている 。 本

発表では本事業の整備状況を 報告する 。  

 

2.  装置概要 

① レ ーザー／プラ ズマ集束イ オン ビ ーム 加工観察装置（ Laser  PFI B） Hel i os 5 Laser  Hydr a 

本装置は、 Xe、 Ar、 O、 Nの 4 種類のプラ ズマイ オンビ ーム を搭載し ており 、 従来 10 数マイ ク

ロ メ ート ルス ケールの加工が限界だっ た Ga イ オン ビ ームと 比較し て高速な加工が可能で、 従来

よ り も 広範囲の観察に対応でき る よ う になっ た。 さ ら に、 フ ェ ム ト 秒レ ーザー加工機能を備えて

おり 、 プラ ズマイ オン ビ ーム を 上回る ミ リ メ ート ルス ケールの加工も 可能である 。  

こ れを利用し て、 材料表面や接合材料の界面の広範囲の構造の観察を 行っている 。  
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ま たエネルギー分散型 X線分光法（ EDS/EDX） およ び電子線後方散乱回折法（ EBSD） の分析性能

も 従来機と 比較し て向上し ている 。  

② 透過型電子顕微鏡（ S/TEM） Tal os F200X G2 

本装置は基本的な透過型電子顕微鏡（ TEM） 像、 走査透過型電子顕微鏡（ STEM） 像での観察に

加え、 電子エネルギー損失分光法（ EELS） によ る 分析が可能である 。 EELS は軽元素の検出に優

れる ほか、 元素の結合状態や化学状態の解析が可能である と いう 利点を 有する 。  

こ れを利用し て、 プラ ズマ照射によ っ て損傷し た核融合炉内壁材料中のヘリ ウ ムバブルや重水

素バブルの検出、 およ び金属表面の結合状態の評価を 行っ ている 。  

ま た、 Hel i os と 同様にエネルギー分散型 X線分光法（ EDS/EDX） にも 対応し ている 。 Tal os で

は 4 基の EDS 検出器を 搭載し ており 、 従来と 比較し て高速かつ高感度な元素分析が可能と なっ

た。  

 

3.  装置ブース  

導入し た 2 台の装置は、 2, 400 mmを超える 天井高に加え、 厳密な温度・ 湿度・ 振動・ 磁場・ 圧

力が管理さ れた環境が要求さ れる ため、 規格品のプレ ハブ構造を設置ブース へ適用する こ と が困難

であった。 そこ で本事業では、 室内天井高 3, 500 mmの電子顕微鏡専用ブース を 新設し 、 ブース の

壁面およ び天井には断熱材、 防音材を 配置し 、 空調によ る 室温 20±3 ℃・ 湿度 50±5 %の恒温・ 恒

湿度制御なら びに外部振動・ 騒音の低減する 構造と し た。 ま た Hel i os、 Tal os 共に磁場キャ ンセラ

ーを 設置し 外部磁場の影響を 低減し た。  

 

4.  ま と め 

以上のよ う に核融合科学研究所では新規装置２ 台を導入し たため整備と 運用状況を 報告する 。 研究

会当日は上記の整備内容に加え本装置群の運用の成果を可能な限り 発表する 。  
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